
エッチング装置のメンテナンスサイクルが大幅に改善!

新規厚膜形成技術
“Ion Assist蒸着法”

高耐食性Y2O3膜

アルミナ上に25μm厚まで
Y2O3の超緻密で硬質な保
護膜が形成可能。

エッチング装置のRFウィンドウ（アルミナ基板の誘電体窓）の
再生市場価格1/2を実現!

最先端プロセスのRFウィンドウ
（アルミナ基板）保護膜形成技術
はイオンアシスト蒸着法（IAD）に
よるY2O3コートが主流です。 IAD
法による膜質は溶射、エアロゾル
蒸着（AD）、イオンプレーティン
グ（IP）による成膜よりも耐プラ
ズマ性・耐食性に優れています。



石英ガラスのエッチングレートは大きいため、保護膜としてIAD法に
よるY2O3膜を形成することで、RFウィンドウの再生コストのダウンと
装置のダウンタイム削減につながります。
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石英ガラス上で500℃耐熱性を実現！

石英ガラス上に密着性向上層・応力緩和層をおき、10μm厚のY2O3を成膜!

高耐食性Y2O3膜

販売先


